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Sposob wytwarzania glinki z mineratéw, skat i 2uzli, zawierajacych glinke.

Patent dodatkowy do patentu Nr 18765.

Zgloszono II stycznia 1932 r.
Udzielono 31 sierpnia 1933 r.
Najdluzszy czas trwania patentu do 16 sierpnia 1948 r.

Przy odzelezianiu wedlug patentu
Nr 18765 okazalo sie, ze uzyskane mine-
raly lub zuzle nadaja si¢ do wytwarzania
glinki, stanowigcej np. materjal wyjscio-
wy do fabrykacji glinu. W tym celu mate-
rjaly odzelezione nalezy poddaé procesowi
odkwaszania lub rozpuszczania, aby ula-
twi¢ albo (w zaleznosci od materjatu) wo-
gole umozliwi¢ rozpuszczenie glinki zapo-
moca kwasu siarkawego i wody.

Postepowanie niniejsze polega na tem,
ze odzelezione materjaly, otrzymane we-
dtug patentu Nr 18765, poddaje sig¢ w obec-

no$ci wody oddzialywaniu wstepnemu
srodkéw o reakcji alkalicznej, jak wodoro-
tlenek sodu, wodorotlenek potasu, wdpno,
amonjak, dwuweglan sodu, fosforan sodu
it. d. w takich warunkach, aby krzemionka
pozostala mozliwie nierozpuszczona i nie
wytwarzaly sie gliniany w ilosciach zaslu-
gujacych na uwage. Osiaga sie to zapomo-
ca drobnej ilosci srodkéw alkalicznych,
jakieby byly potrzebne do wytworzenia
glinianéw, lub tez pod wplywem wyzszej
temperatury i wigkszego cisnienia, a row-
niez przez stosowanie rozciericzonych roz-

*) Wtascicielka petentu oswiadczyla, e wynalazcq jest Walter v. Amann w Eaziskach Srednich.
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czynéw. Rozczyn uzyty do obrébki wstep-
nej mozna stosowaé powtérnie po oczy-
szczeniu wzglednie regeneracii.

Odzelezione przez poddanie wstepne-
mu dziataniu materjaly, po odigczeniu ich
od roztworu alkalicznego, poddaje si¢ dzia-
taniu kwasu siarkawego i.wody w ten spo-
séb, aby calkowicie mozliwie uniknaé po-
wstawania zasadowego siarczynu glinowe-
go. Warunek osiagniecia tego celu stanowi
temperatura ponizej 100°, cisnienie poni-
zej 10 atmosfer oraz mniewielki nadmiar
kwasu siarkawego, albo tez podwyzszone
temperatury przy ci$nieniu do 35 atmosfer
oraz znaczny nadmiar kwasu siarkawego.
Glinka przechodzi wéwczas jako siarczyn
do roztworu, a pozostalos¢ sklada sie¢ z
kwasu krzemowego z niewielkiemi ilo$ciami
nierozpuszczonej glinki.

Otrzymany roztwér siarczynu glinki
nie zawiera po odsaczeniu, albo zaleznie
od rodzaju surowca zawiera -niewielkie
tylko iloéci koloidalnej krzemionki, ktéra
usunaé mozna zapomocya stracania wapnem
lub tez przez hydrolize matej czesci glinki.

Z oczyszczonego roztworu siarczynu
glinki wydziela si¢ glinke zapomoca hy-
drolizy w podwyzszonej temperaturze i
przy zwigkszonem ci$nieniu jako zasadowy
siarczyn, ktéry zapomoca prazenia zostaje
przetworzony na tlenek glinu

Otrzymywany przy hydrolizie i praze-
niu zasadowego siarczynu kwas siarkawy
odzyskuje si¢ zpowrotem dla opisanego po-
wyZej procesu.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wytwarzania glinki z mine-

‘raléw, skal, zuzli i podobnych zawieraja-

cych ja materjaléw wedlug patentu
Nr 18765, znamienny tem, ze materjaly od-
zelezione poddaje si¢ w obecnosci wody
dzialaniu $rodkéw alkalicznych w tak nie-
znacznej ilosci, aby gliniany nie wytwarza-
ly sie w ilosciach zastugujacych na uwage,
a krzemionka pozostala mozliwie nieroz-
puszczona, poczem wydziela si¢ glinke za-
pomoca kwasu siarkawego i wody w wa-
runkach takich, aby mie zachodzilo po-
wstawanie zasadowego siarczynu glinowe-
go w ilosciach zaslugujacych na uwage.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tem, ze z roztworu siarczynu glinki stra-
ca si¢ glinke w postaci zasadowego siar-
czynu zapomoca hydrolizy przy zwigkszo-
nem ci$nieniu i podwyzszonej temperatu-
rze, poczem siarczyn ten przetwarza sie
zapomoca, prazZenia na glinke,

3. Sposéb wedlug zastrz. 1 —2, zna-
mienny tem, ze alkaliczny rozczyn uzyty
do rozpuszczania stosuje si¢ po oczyszcze-
niu powtérnie, a uzyskany przy hydrolizie
i prazeniu zasadowego siarczynu glinki
kwas siarkawy uzywa si¢ do nowych ilosci
odzelezionego materjalu.
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